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NANOKOMPOZYTY OSADZANE METODA
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STRESZCZENIE Cienkie warstwy nanokompozytow ze wzgledu
na ciekawe wifasciwos$ci znajduja coraz szersze zastosowanie w nhaj-
rézniejszych gateziach przemystu, od elektroniki, przez mechanike
(warstwy odporne na $cieranie) po fotowoltaike. W pracy zostaty przed-
stawione mozliwosci wykorzystania technologii reaktywnego osadzania
magnetronowego do nanoszenia warstw kompozytow o rozmiarach
charakterystycznych 10 — 300 nm (jest to rozmiar ziarna lub pojedyn-
czej warstwy). Zmierzone zostaty wfasSciwosci kompozytow — mie-
szanin tlenkéw i azotkow z metalami (Al,Os-Al, AIN-Al, TiOx-Ti, TiN-Ti).

Badania przeprowadzono z uzyciem niezbalansowanego mag-
netronu WMK-50. Korzystano w nich z targetow tytanowych i glino-
wych o Srednicy 50 mm, ktore rozpylano w obecnosSci mieszaniny gazu
roboczego — argonu i gazu reaktywnego — tlenu lub azotu. W badaniach
wykorzystywano metaliczny mod pracy magnetronu, nie dopuszczano
do zatrucia powierzchni targetu zwigzkiem. UmoZzliwiato to osadzanie
warstw zwigzkow i wirgcen metalicznych bez konieczno$ci dfugotrwa-
fego oczyszczania powierzchni rozpylaney.

Witasciwosci elektryczne i optyczne tych warstw zostaty po-
réwnane z czystymi tlenkami i azotkami bez witrgcen metalicznych,
a hastepnie wstepnie scharakteryzowane pod kgtem mozliwych za-
stosowan.

Stowa kluczowe: reaktywne rozpylanie magnetronowe, nanokompozyty,
cienkie
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NANOCOMPOSITES DEPOSITED BY REACTIVE
MAGNETRON SPUTTERING AND THEIR APPLICTAIONS

Katarzyna TADASZAK

ABSTRACT Nanocomposite thin films are more and more
popular in various industries, from electronics, mechanics (wear resistant
films) to photovoltaics, because of their unusual properties. In this
paper, the possibility of deposition of composite with characteristic
size 10 to 300 nm (grains or single layers) with use of reactive magnetron
sputtering technology was presented. The properties of mixture of
oxides or nitrides with metal (Al,Os-Al, AIN-Al, TiO,-Ti, TiN-Ti) were
measured.

In presented research the unbalanced WMK-50 magnetron was
used. The titanium and aluminum target with 50 mm in diameter was
sputtered in mixture of working gas — argon and reactive gas —
oxygen or nitride. The metallic mode of magnetron work was applied
fo ensure clean target surface without poisoning (with oxide or nitride).
Keeping metal surface uncovered enabled to deposit nanocomposite
without need of long-term cleaning of sputtering surface.

The electrical and optical properties of nanocomposites were
compared with those of clean oxides and nitrides (without the metal
parts) and then pre-characterized in terms of possible applications.
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